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アルミニウムシリケートはアルミとシリコンの複合酸化物であり、ゼオライト鉱の主成分であ

る。この材料は内部にⅣ価構造をとるアルミニウムが負に帯電し、Na や K、Cs などのカチオン

を吸着する機能がある。我々は室温原子層堆積法によって、同薄膜を室温形成する技術を開発し

ている[1]。、今回、柔軟かつ巨大表面積を持つキムワイプ紙の繊維表面に同薄膜を形成して、イオ

ン吸着特性を持たせることに成功したので報告する。 

室温原子層堆積法[1]において、Si 用原料としてトリスジメチルアミノシラン（TDMAS）、Al

としてトリメチルアルミニウム（TMA）を用いた。酸化剤として、プラズマ励起加湿アルゴンを

用いた。ALD の吸着工程では、最初に TDMAS で飽和し、続いて TMA を部分吸着させる連続吸

着を行い、混合吸着層を形成した。続いて酸化させ、これを繰り返した。Si と Al の原子比は Si

基板上で 1：1になることを確認している。イオン吸着能力を増進させるため、アルミニウムシリ

ケートと SiO2をナノ周期で交互積層させている[1]。図 1に膜を形成したキムワイプ紙面の写真を

示す。特段色合いに変化はないが、XPS スペクトルでは下地のセルロースの C1s は小さく、膜が

ファイバー表面を覆っていると考えられる。この膜においてイオン交換吸着特性があることがわ

かり、詳細は学会で報告する。室温ＡＬＤにより、繊維へ機能付加ができることを示すものと考

える。 

[1] T. Saito, K. Yoshida, K. Saito, M. Miura, K. Kanomata, B. Ahmmad, S. Kubota, F. Hirose, Journal of 

Vacuum Science & Technology, A 40, 042406 (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 アルミナシリケートを製膜した  図２ アルミナシリケートを製膜した 

  キムワイプ紙面         キムワイプ紙面から取得した XPSスペクトル 
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